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光通信ネットワークの構築に欠かせない 

高品質な光ファイバの量産性に優れた製造法である「VAD 法」が 

世界的に権威のある IEEE マイルストーンに認定 

 

 

日本電信電話株式会社（以下、「NTT」、東京都千代田区、代表取締役社長：鵜浦博夫）、古河電気工業株

式会社（以下、「古河電工」、東京都千代田区、代表取締役社長：柴田光義）、住友電気工業株式会社（以下、

「住友電工」、大阪市中央区、代表取締役社長：松本正義）、及び株式会社フジクラ（以下、「フジクラ」、東京都

江東区、代表取締役社長：長浜洋一）の４社が共同で研究開発・普及促進した「高品質光ファイバ量産製法とし

て用いられるVAD法（1977年-1983年）」※１の功績が、世界規模での急速な光通信ネットワーク構築に貢献し

たとして、電気・電子・情報・通信の技術分野における世界最大の学会である IEEE※２より、世界的に権威のあ

る「IEEE マイルストーン」に認定されました。 

 

ガラス光ファイバは 1970 年代に長距離通信用の光伝送媒体として期待され、光ファイバの研究が世界中で

活発に行われるようになりました。このような状況のなか、NTT(当時、日本電信電話公社)、古河電工、住友電

工、フジクラ（当時、藤倉電線）は、1975 年に光ファイバの共同研究体制を立ち上げ、共同で石英系ガラス光フ

ァイバ技術の研究開発を開始しました。その過程において、1977 年に VAD 法と呼ぶ量産性に優れた光ファイ

バの製造方法が発明されました。 

 

 VAD 法の発明と４社の共同研究体制での改良により、1983 年には高品質かつ低損失な光ファイバを量産

できる段階まで VAD 法の技術を高め、研究段階から商用化に移行させることに成功しました。現在、VAD 法は

世界で最も多く採用されている光ファイバ量産法であり、世界で生産されている通信用光ファイバの約 60%は

VAD法を基本技術として製造されています。このように、VAD法は光ファイバ量産法として広く用いられており、

今日の情報通信社会の基盤である光通信ネットワーク構築に大きく貢献しています。 

 

ＮＴＴ、古河電工、住友電工、及びフジクラは、今後も世界をリードする技術を通じて、社会や産業、学術の発

展に寄与していくとともに、安心、安全で豊かな社会の創造に貢献していきます。 

 

なお、VAD 法の概要に関する詳細は別紙の通りです。 

 

■IEEE マイルストーンとは 

「IEEE マイルストーン」とは、IEEE により、電気・電子・情報・通信分野における画期的な技術革新の中で、開

発から 25 年以上にわたり国際的に高い評価を受けてきた技術革新の歴史的業績を称える表彰制度として

1983 年に設立されたものです。 

 過去の受賞例では、19 世紀における電話やエジソン研究所※3、マルコーニの無線通信※4 など、近代化の

基盤となった歴史的施設・技術や、20 世紀では、テレビ、コンピュータ、インターネットなど情報通信を支える技

術が認定されています。 

 なお、NTT は、KDDI 株式会社と共同で開発・普及推進した「G3 ファクシミリの国際標準化（1980 年）」の功績、

および NTT が研究開発・普及促進した「高圧縮音声符号化に用いられる LSP（線スペクトル対）方式の開発、



普及（1975 年）」の功績が、それぞれ 2012 年 4 月※5、2014 年 5 月※6 に「IEEE マイルストーン」に認定されて

います。（参考：過去の日本での受賞一覧） 

 

■参考 

 この度の認定に伴い IEEE より贈呈された記念の銘板（写真１）は、各社の VAD 法の研究開発や光ファイバ製

造とゆかりのある NTT 厚木研究開発センタ（神奈川県厚木市：写真２）、古河電工三重事業所（三重県亀山市：

写真３）、住友電工大阪製作所（大阪市：写真４）、フジクラ佐倉事業所 (千葉県佐倉市：写真５)に常設展示い

たします。 

 

＜問い合わせ先＞ 

日本電信電話株式会社 

先端技術総合研究所 広報担当 

TEL：046-240-5157 

E-mail：a-info@lab.ntt.co.jp 

 

古河電気工業株式会社 

IR 広報部 

TEL：03-3286-3001 

E-mail：pub@ho.furukawa.co.jp 

 

住友電気工業株式会社 

広報部 

TEL：06-6220-4119 

 

株式会社フジクラ 

IR・広報グループ 

TEL：03-5606-1112 

 

 

  



別紙 

 

■VAD 法の概要 

  通信用光ファイバは、光ファイバの基になる円柱状のガラスの塊である母材を作製し、母材を加熱して細い

糸状に線引きすることで作られます。光ファイバ通信の普及には、光ファイバの低損失化に加えて量産性に適

した製造方法が必要でした。光ファイバの量産化には、いかにして大型の母材をしかも高速に製造できるかが

キーになっていました。  

 

VAD 法は、反応性の高い火炎加水分解法によりガラス微粒子（SiO2-GeO2）※7 を出発材の先端に下方に堆

積しながら堆積した部分※8 の外側を SiO2 ガラスの微粒子で覆い※9、多孔質ファイバ母材を作製します。VAD

法は一軸方向（上方）に引き上げながら多孔質ガラスを成長させることができるので大型のファイバ母材を作

製することができます。続いて作製した多孔質ガラスをヒータにより加熱することで透明ガラス化したファイバ母

材が得られます。ファイバ母材を線引きすることで光ファイバが作られます。図１は VAD 法を基本技術とする光

ファイバ製造の一連の流れ（多孔質ガラスの堆積、成長、透明ガラス化、線引き）を模式的に示しています。 

ファイバ母材の製造法には、VAD 法の他に代表的なものとして、MCVD 法※10 と OVD 法※11 があります。

MCVD 法は、母材への不純物の混入が少なく、低損失な光ファイバの実現に適した方法です。しかし、ガラス

管の内側にガラス微粒子を堆積するため母材の太さと長さに制限があり、長距離用光ファイバのための大型フ

ァイバ母材の作製には適していません。また、MCVD 法のガラス微粒子は熱酸化反応によって生成されるため、

火炎加水分解法よりも反応速度が遅いという欠点があります。OVD 法は心棒の周りに火炎加水分解法により

ガラス微粒子を堆積し多孔質ファイバ母材を作製します。太さ方向にはファイバ母材の大型化は可能ですが、

長さ方向は心棒の長さに制限されます。また、OVD 法は多孔質ファイバ母材を高温処理により透明ガラス化す

る前に心棒を引き抜く必要があります。この工程において多孔質ファイバ母材と心棒が接している面に傷など

が入りやすく、工程的な難しさがあります。 

 

以上のように、VAD 法はファイバ母材の大型化、量産化に適した製造法であり、VAD 法の発明により、光フ

ァイバの量産化への道が開けました。 

 

 

※1： 正式名「Vapor-phase Axial Deposition Method for Mass Production of High-quality 

Optical Fiber, 1977-1983」  

VAD 法: Vapor-phase Axial Deposition Method （気相軸付け法） 

※2： IEEE は“アイ・トリプル・イー”と読み、Institute of Electrical and Electronics Engineers の略、ニューヨー

クに本部があり、世界 160 ヶ国以上から 42 万人を超える会員をもつ世界最大の電気・電子工学の専門

家組織で、米国公益法人法で公益法人に指定されている。コンピュータ、バイオ、通信、電力、航空、電

子など様々な技術分野で指導的な役割を担、 国際会議の開催、論文誌の発行、技術教育、標準化な

どの活動を行っている。 

※3： エジソンらが白熱電球、発電機、レコードなど数々の新技術を開発した研究所。  

※4： 1895 年にマルコーニが世界で初めて無線電信の実験に成功。無線通信の幕開けとなった。  

※5： http://www.ntt.co.jp/news2012/1204/120405a.html 

※6： http://www.ntt.co.jp/news2014/1405/140522a.html 

※7： SiO2 二酸化ケイ素、GeO2 二酸化ゲルマニウム。 

※8： 光ファイバの光の通り道であるコア部になる。 

※9： 光ファイバのコアのまわりを覆うクラッド部になる。 

※10： MCVD（Modified Chemical Vapor Deposition）法は AT&T ベル研究所(米国)において 1974 年に開発さ

れた製法。 

※11： OVD（Outside Vapor Deposition）法はコーニング社（米国）において開発された製法。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真１）IEEE より贈呈された記念の銘板 

 

 

（写真２）NTT 厚木研究開発センタ 

 

 

（写真３）古河電工 三重事業所 

 



 

（写真４）住友電工 大阪製作所 （研究本館 「WinD Lab」） 

 

 

（写真５）フジクラ 佐倉事業所 （先端技術総合研究所） 


